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電子顕微鏡搭載用小型軟Ｘ線発光分光計の波長分解能向上、および軟Ｘ線回折格子分光器の高
エネルギー化のために 3000 本/mm 以上の高刻線密度軟Ｘ線回折格子の開発が必要とされている
が [1]、一般的には刻線密度が高くなるほど格子溝形状の製作精度が回折効率に与える影響が大
きくなることから、現状では刻線密度が 2400 本/mm までの回折格子が多く利用される。我々は
今回刻線密度 3200 本/mm のラミナー型回折格子を試作して性能評価を行った。基板には 1 nm 
rms 以下の面粗さを伴う通常研磨の BK7 平面基板を用いた。製作した回折格子の AFM 観察によ
り得られた溝深さ、デューティー比はそれぞれ 5.77nm、0.53 であった。Au を 30 nm の厚さで
コートして Photon Factory の BL-11D で回折効率を測定した。入射角 86° および 87.95° の配置
で、それぞれ 0.5–1.2 keV および 1.1–1.56 keV の領域で測定した。ビームライン分光器出力に含ま
れる EUV 成分の影響で [2]、0.6 keV 以下では下方に、1.1 keV 以上では上方にそれぞれ測定誤差
が発生している。入射角 87.95° の測定ではアルミ箔フィルターで EUV 光を除去した。数値計算
で測定結果を再現するには面粗さを 0.6 nm rms と仮定すればよく、刻線プロセスに問題がないこ
とがわかった。今後、基板面粗さの低減、多層膜コート、異なるエネルギー領域での溝形状最適
化等により性能向上と仕様拡張を図る。 




Fig. 1. Measured and calculated diffraction efficiency of Au-coated 3200 lines/mm laminar-type diffraction 
grating. 
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